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Depositos de
Polisilicio

Temp. 650°C
Durante: 20min.

Limpieza Y Psin,: 1.5 Torr
- Fsin, 3.4 slpm
Dopado de fosfina
Redifusidn
(CE 10 mins Oxidacion de Poly

3 enjuagues
" Secado de las muestras

Remocion de vidrio de fdésforo 6
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Depésitos de SRO

‘Depésitode | Depésitode
F.= de 25 scem || Fp= de 100 sccm R B B
Dist. 8mm. Dist. 8mm. Depdsito de SRO 10:\ L Depédsito de SRO 25: |
Temp.: 650°C Temp.: 650°C Temp.: 736°C Temp.: 736°C
TR 3 minutos 3 minutos 17 minutos 30.5 minutos
~ BN ' Pgu,= 0.92 torr. Poi= 0.92 torr.

\PN20: 0.31 torr. / @NZO: 0.76 torr..
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Colocacion de contacto superior

Deposito de AZO
Técnica Sputering
Equipo: PECVD Cluster System Tool.
MVSystem. Inc.
Temperatura 150°C
Presion 2 mTorr a 100 w con 12 sccm
de Argdn

Fotolitografia proteccion para grabar AZO:
Prime 2 mins en parrillaa 110°C

Fotolitografia proteccion para grabar SRO:

Resina 50 seg en parrilla a 110°C Resina 50 seg en parrilla a 110°C
Alineadora de rectangulos Alineadora de solo un escalén
Pasa al Revelado y dos de H,0 Pasa al Revelado y dos de H,O
Microscopio Microscopio
5 mins en parrilla 10 mins en parrilla

Grabado humedo en HCI 30 seg. Grabado himedo en HCI 30 seg.

Eniuague Enjuague.
Juague. Grabado en himedo con HF 7:1 30 seg.

Acetona, enjuague y centrifugado 9



http://www.ecorfan.org
http://www.ecorfan.org

TECNOLOGICO
NACIONAL DE MEXICO

Resultados

Tabla 1. Espesores de las peliculas SRO, AZO e ITO e
indice de refraccion de las peliculas SRO.

Espesor de pellculas
indice de | sro
refraccion (nm)
R
® (n)

10 SRo10 1.7240.012  76.3
LPCVD
O, 157+0.032 90.3

1.340.04 296.3
HFCVD
100 SRo100 1.0240.08 283.5

45

10
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Resultados
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Conclusiones

El reporte de este trabajo abarco las excelentes caracteristicas de
transmitancia tanto de los TCOs como de las peliculas de SRO-
LPCVD y SRO-HFCVD para la fabricacion de las estructuras
MIM sobre sustratos de cuarzo.

Se calculd el tamafo del nc-Si, peculiaridad de estas peliculas
SRO

Se mostro la buena respuestas de las curvas [-V, como son
atrapamiento de carga, creacion y aniquilacion de caminos
conductivos que son caracteristicas de las estructuras que pueden
ser utilizadas como dispositivos electroluminiscentes o

Y fotoconductores. 15
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